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１．概要（Summary） 

微細構造を有する機能性光学素子を開発するため、レ

ーザ描画装置によるフォトレジストの加工プロセスを検討

している。過去に凸型マイクロレンズアレイの試作をしたが、

今回は凹型のマイクロレンズアレイを目標形状とし加工条

件の合わせ込みを実施した。 
 

２．実験（Experimental） 
【利用した主な装置】 
レーザ描画装置（ハイデルベルグインスツルメンツ

DWL2000CE) 
レーザ / 白 色光共焦点顕微鏡 （ レーザ ーテッ ク 
OPTELIC HYBRID L3-SD） 
熱電子 SEM（日立 S3700N） 
 
【実験方法】 
1. 石英基板にフォトレジストをスピンコートし、プリベーク

を実施した。 
2. レーザ描画装置 DWL2000 にてグレースケール露光

を実施し、現像によりフォトレジストをレンズ形状に加工

した。 
3. レンズ形状の測定はレーザ/白色光共焦点顕微鏡を使

用した。 
4. レジストの表面はクイックコーターにて Pt を成膜後、熱

電子 SEM にて観察した。 
5. レンズ形状の補正はグレー値とレーザ強度の関係を

指定する補正カーブを微調整することで行った。 
6. 補正カーブの微調整、描画、現像、測定の一連の作

業を繰り返し実施し、形状を合わせ込んだ。 
 
 
 

３．結果と考察（Results and Discussion） 
今回試作したサンプルの表面を斜め上方から観察した

SEM 画像を Fig. 1 に示した。 

 
     Fig.1 SEM image of Microlens Array 
 
DWL2000 の補正カーブを調整したことで所望の凹型

のマイクロレンズアレイ形状を得ることができた。 
今後は異なるレンズ形状の合わせ込みを行い、高精度

化を図り、種々の光学仕様に対応していく。 
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